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回折光学素子は、基板表面に微細凹凸構造をもつ精

密光学部品の一種である。作製はフォトリソグラフィーやド

ライエッチング等を用いた微細加工技術により実現する。

作製した回折光学素子の光学的性能を評価する上で、

作製精度や表面状態の観察・分析は重要で、必要に応じ

て微細付着物を除去しなければならない。 

１．概要（Summary） 

そこで、産業技術総合研究所のナノプロセシング施設

の設備を利用して、シリコン基板上に作製された回折光

学素子の表面観察・分析及び付着物の除去を行った。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

短波長レーザー顕微鏡，プラズマアッシャー 
【実験方法】 

短波長レーザー顕微鏡により、回折光学素子の表面

状態を観察する。微細な付着物を確認し、プラズマア

ッシャーにより、この付着物除去を試みる。 
 

Fig.1 は回折光学素子の短波長レーザー顕微鏡によ

る観察写真である。表面に微細な付着物が確認できた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
  

 

プラズマアッシャーにより、確認した微細付着物の除去

を実施した。Fig.2 は、30 分後、Fig.3 は、90 分後の結果

を示す。付着物は除去できず、これらが強い結合の化合

物になっている可能性を確認することができた。 
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Fig.1 Microscope image of DOE before ashing 
process. 

Fig.2 Microscope image of DOE after ashing 
process for 30 minutes 

Fig.2 Microscope image of DOE after ashing 
process for 30 minutes. 

Fig.3 Microscope image of DOE after ashing 
process for 90 minutes. 


